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近年来日本在华发明专利布局特点分析 

----韩、日在华发明专利布局特点分析之二 

专题统计 

 

一、前言 

进入 21 世纪，随着经济全球化的不断深入和科技进步的加快，

世界经济、科技的竞争日趋激烈。作为世界第二经济科技强国的日

本，对其发展战略作出了重要调整，由“科学技术创新立国”转移

到“知识产权立国”。在赶超美、欧和被韩国、新加坡等国家追赶的

双重压力下，发展战略的转换对提升日本在世界经济、科技领域的

地位起到了重要的推动作用。特别是到目前为止，日本已经成为在

我国拥有数量最为庞大的知识产权资产的国家。中日在经济、科技

等诸多领域中存在着很多共同利益，通过对日本在华专利申请结构

以及基本布局的研究，可以为我国政府和企业认清情况，制定相关

政策，开展与日本互利双赢的技术交流与合作提供依据。本文统计

了 2001－2007 年日本来华发明专利申请的 IPC 分类情况，从中分析

日本发明专利申请的重点技术发展动向，以期为我国创新主体的技

术研发和专利布局提供有价值的信息。 

 

 

 — 1 —



二、近年来日本在华专利申请总体状况 

2001-2007 年，日本在我国专利申请总量 198953 件。其中，发

明专利申请为 169586 件，占申请总量的 85%；实用新型专利申请为

3000 件，占申请总量的 2%；外观设计申请为 26367 件，占申请总量

的 13%（见图 1）。 

图 1 2001－2007 年日本在华专利申请情况 

 

可见，在三种专利申请中，致力于提高科技竞争力的日本着重

申请技术含量更高且保护时间更长的发明专利。 

 

三、日本在华发明专利申请布局的年度变化趋势 

2001-2006 年，日本明显加大了在我国的专利布局力度，发明专

利申请量逐年上升。2007 年，日本来华发明专利申请量达到 32870

件，占国外发明专利申请的 1/3 以上，继续居各国来华发明专利申

请的首位（见图 2）。 
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图 2 2001－2007 年日本来华发明专利申请量（单位：件）
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四、日本在华发明专利布局重点技术领域分析 

每一件专利申请可以按照国际专利分类表（IPC）
1
进行分类，查

找其所属的技术领域。通过对专利申请所属技术领域的分类统计，

可以发现技术研发热点和技术创新集中的技术领域，观察各技术领

域创新发展的均衡性。与国别地区分类相结合，可以观察国内外申

请人的专利布局，发现其在各技术领域中的利益所在，进而可以确

定特定技术领域国内外之间的竞争程度。通过对近年日本在华发明

专利IPC分类号的统计可以发现日本在华发明专利布局的重要技术

领域。 

 

                                                        
1 国际专利分类表是包含部、大类、小类和组（大组和小组）（按降序的层次排列）的一个分级分类系统。

国际分类表把所有的技术领域分为 8个部，分别用大写字母 A到 H来表示，即概况为 8大领域。每一个部

分成许多大类，每一个大类的类号由代表领域的字母及其后加上两位数字组成。如一个发明分类到 H04，

这个大类的类名是：“电通信技术”，代表一个较具体的技术领域。 
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（一）日本在华发明专利布局密度较大的领域 

统计表明，2001-2007 年，日本在我国发明专利申请量累计超过

五千件的技术领域按数量依次为声像技术，电气设备和电气工程，

光学，通信，半导体，信息技术，分析及测量控制技术，搬运及印

刷，运输等九个领域
2
（见图 3）。 

图 3 2001－2007 年日本在华专利申请最多的九个技术领域 

 

以上九个领域的申请在日本来华发明专利申请中所占比例由

2001 年的 51.6%上升至 2007 年的 66.8%。说明日本在华专利布局较

为偏向声像技术、电气设备和电气工程、光学等技术领域，布局力

度较大。 

（二）日本在华发明专利布局步伐较快的领域 

而在所有技术领域中,发明专利申请年平均增长率超过 30%的有

药品及化妆品、生物技术、精细有机化学、分析及测量控制技术、

光学等五个领域（见图 4）。表明在这些领域中，日本企业在华的专

                                                        
2 本文统计的技术领域与所涉及的 IPC 分类号的对应关系来自 OECD 发布的技术领域与 IPC 分类号对照变

表，见附文。 
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利布局步伐较快，势头较猛。 

图 4 2001－2007 年日本在华专利申请年增长率最高的五个技术领域 

 

尤其是在光学和分析及测量控制技术这样的技术领域中，日本

企业专利布局密度、力度较大，抢占科技制高点的势头也较为迅猛，

非常值得我国相关技术企业注意。 

 

五、日本在华发明专利布局的特点 

一是专利申请量保持上升态势，增速放缓。2007 年，国外来华

发明专利申请比上年增长 4.5％。其中，日本来华发明专利申请量与

上年相比仅增长了 0.2％，增速明显放慢。 

二是来华专利布局重点在高新技术领域。以电通信技术、基本

电器元件、光学为代表的高新技术领域申请在日本来华申请中占大

多数，这一方面从侧面证实了日本的科技实力超强，技术创新重点

在国外非常具有竞争力；另一方面也反映出日本申请人知识产权意

识浓厚，在华注重通过专利保护来维持其在科学技术方面的竞争优

势。此外，比较日本、韩国在华专利申请，可以发现上述领域均属

于日、韩布局的重点。不同之处在于，一是相同领域日本的申请量
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数倍于同期韩国的申请量；二是日本申请的重点技术领域范围广于

韩国，反映出宏观层面日本的技术积累和竞争力要强于韩国，韩国

仍处于追赶阶段。 

 

六、韩日专利布局战略的启示与借鉴 

 依靠知识产权制度鼓励技术创新，大力推动高技术含量和高

附加值为导向的经济增长方式，进而在国际经济活动中占据主导地

位，已成为韩国和日本的基本国策。在这样的背景下，韩日企业着

力推进专利布局战略，抢占科技领域制高点，在国际市场竞争中不

断增强自己的核心竞争力，这种做法值得中国学习和借鉴。 

一是从政府层面要继续大力推进知识产权战略的实施，完善相

关配套政策。从 1994 年韩国政府颁布实施《发明促进法》起，韩国

便广泛地为技术创新和知识产权资本化提供强有力的法律保障，

2000 年组织成立了专利技术商业化委员会，随后又建立了知识产权

服务中心，同时，韩国为了促进企业研发，专门制定政策给予企业

贷款优惠、税收减免、投资优先、进口优惠、配套资金等，种种措

施充分调动了企业技术创新的积极性，使企业成为技术创新的主体

和专利申请的主力军。我国现已开始大力实施知识产权战略，但相

关配套政策与措施尚未完善，政府应携手社会共同制定与各行业密

切相关的行业知识产权战略及相关配套措施，以促进全社会切实贯

彻实施知识产权战略。 

二是从企业层面要强化主体地位，提高对知识产权管理和应用
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的水平，并积极参与到国际竞争中。目前国内企业的知识产权管理

水平和能力存在较大差别。大企业已在市场竞争中掌握了管理知识

产权的基本技能，但大多数中小企业知识产权意识还比较淡薄，在

遇到知识产权问题时非常被动。我们要进一步加强知识产权信息发

布、跟踪与分析，通过多种手段，提高企业，特别是中小企业的知

识产权维权意识和知识产权管理水平；鼓励企业积极开展技术创新

和申请专利，不断增加企业在核心技术知识产权上的积累。我们应

有重点地开展国际科技合作与交流，并建立知识产权激励机制，对

企业申请国际专利应予以相应支持，对拥有自主知识产权、知名品

牌和较强国际竞争力的优势企业应给予重点支持。 

三是建立知识产权预警机制和国际事务协调机制。我们要加快

建设知识产权信息服务平台，跟踪研究重点技术、重点产品的知识

产权。在实施重大科研和产业化专项前，应进行知识产权评估和规

划，建立符合 WTO 规则的知识产权防御体系。相关政府部门应与国

外有关机构建立联系，协调国内外相关知识产权管理部门之间的国

际合作，提高在跨国知识产权争端中的应变能力和处理能力，在境

外专利申请注册、跨国贸易、跨国并购、海外专利救助等方面给予

自主品牌出口企业更加便捷有效的服务。 

 

附表：技术领域与所涉及分类号对照表 

技术领域 涉及分类号 

电气设备及电气工程 
F21,G05F,H01B,H01C,H01F,H01G,H01H,H01J,H01K,H01M,H01R,H0
1T,H02,H05B,H05C,H05F,H05K 
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声象技术 G09F,G09G,G11B,H03F,H03G,H03J,H04N,H04R,H04S 
通信 G08C,H01P,H01Q,H03B,H03C,H03D,H03H,H03K,H03L,H03M,H04B,

H04H,H04J,H04K,H04L,H04M,H04Q 
信息技术 G06,G10L,G11C 
半导体 B81,H01L 
光学 G02,G03,H01S 
分析及测量控制技术 G01B,G01C,G01D,G01F,G01G,G01H,G01J,G01K,G01L,G01M,G01N,

G01P,G01R,G01S,G01V,G01W,G04,G05B,G05D,G07,G08B,G08G,G09
B,G09C,G09D,G12 

医学技术 A61B,A61C,A61D,A61F,A61G,A61H,A61J,A61L,A61M,A61N 
原子核工程 G01T,G21,H05G,H05H 
精细有机化学 C07C,C07D,C07F,C07G,C07H,C07J 
高分子化学及聚合物 C08B, C08F,C08G,C08H,C08K,C08L,C09D,C09J 
化学工程 B01,B02C,B03,B04,B05B,B06,B07,B08,F25J,F26B 
表面加工、涂层 B05C,B05D,B32,C23,C25,C30 
材料、冶金 B22,B82,C01,C03C,C04,C21,C22 
生物技术 C07K,C12M,C12N,C12P,C12Q,C12S 
药品及化妆品 A61K,A61P 
农业、食品 A01H,A21D,A23B,A23C,A23D,A23F,A23G,A23J,A23K,A23L,C12C,C

12F,C12G,C12H,C12J,C13D,C13F,C13J,C13K 
石油工业及基础材料化学 A01N,C05,C07B,C08C,C09B,C09C,C09F,C09G,C09H,C09K,C10,C11 
搬运及印刷 B25J,B41,B65,B66,B67B,B67C,B67D 
农业和食品加工、机械和

设备 

A01B,A01C,A01D,A01F,A01G,A01J,A01K,A01L,A01M,A21B,A21C,
A22,A23N,A23P,B02B,C12L,C13C,C13G,C13H 

材料加工、纺织、造纸 A41H,A43D,A46D,B28,B29,B31,C03B,C08J,C14,D01,D02,D03,D04B,
D04C,D04G,D04H,D05,D06(除 F、N),D21 

环境技术 A62D,B09,C02,F01N,F23G,F23J 
机床 B21,B23,B24,B26D,B26F,B27,B30 
发动机、泵、叶轮机 F01B,F01C,F01D,F01K,F01L,F01M,F01P,F02,F03,F04,F23R 
热处理及设备 F22,F23B,F23C,F23D,F23H,F23K,F23L,F23M,F23N,F23Q,F24,F25B,F

25C,F27,F28 
机械组件 F15,F16,F17,G05G 
运输 B60,B61,B62,B63B,B63C,B63H,B63J,B64B,B64C,B64D,B64F 
航天技术、武器 B63G,B64G,C06,F41,F42 
消费品及设备 A24,A41B,A41C,A41D,A41F,A41G,A42,A43B,A43C,A44,A45,A46B,

A47,A62,A63,B25B,B25C,B25D,B25F,B25G,B25H,B26B,B42,B43,B44
,B68,D04D,D06F,D06N,D07,F25D,G10B,G10C,G10D,G10F,G10G,G10
H,G10K 

土木工程、建筑、采矿 E01,E02,E03,E04,E05,E06,E21 
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